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	1
	Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo thành phần khí độc hại trong các hầm lò, các mỏ khai thác khoáng sản để đảm bảo an toàn cho người làm việc.
	· Nghiên cứu thiết kế chế tạo các cảm biến khí NH3, NOx, H2S, CH4 và CO.
· Tích hợp các cảm biến khí nói trên thành thiết bị đo thành phần từng loại khí độc hại trong hầm lò.
· Chế tạo thiết bị hiển thị truyền kết quả đo đến một trung tâm quản lý quan trắc khí, đảm bảo an toàn cho người làm việc trong hầm lò, mỏ khai thác khoáng sản, trước hết là các mỏ than. 
	Sản phẩm dạng I:

Các chip cảm biến

· 50 linh kiện cảm biến khí NH3 (Kích thước 15 x 15 x 10 mm; Công suất tiêu thụ <500 mW; Dải đo từ 0
[image: image1.wmf]¸

100 ppm). 

· 50 linh kiện cảm biến khí NOx (Kích thước 15 x 15 x 10 mm; Công suất tiêu thụ <500 mW; Dải đo từ 0
[image: image2.wmf]¸

10 ppm). 

· 50 linh kiện cảm biến khí H2S (Kích thước 15 x 15 x 10 mm; Công suất tiêu thụ <500 mW; Dải đo từ 0
[image: image3.wmf]¸

10 ppm). 
· 50 linh kiện cảm biến khí CH4 (Kích thước 15 x 15 x 10 mm; Công suất tiêu thụ <500 mW; Dải đo từ 0
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50% LEL). 

· 50 linh kiện cảm biến khí CO (Kích thước 15 x 15 x 10 mm; Công suất tiêu thụ <500 mW; Dải đo từ 1
[image: image5.wmf]¸

50 ppm). 

Thiết bị đo thành phần từng loại khí độc hại trên trong hầm lò

· 10 thiết bị đo, sai số 
[image: image6.wmf]±

5%. Mỗi thiết bị kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.

·  Thiết bị này có khả năng đo liên tục và truyền các dữ liệu qua mạng không dây về một trung tâm quản lý quan trắc khí.

·  Thử nghiệm và đánh giá các hệ thống thiết bị cảm biến trong điều kiện thực tế. 
Sản phẩm dạng II:

· 01 quy trình công nghệ chế tạo cảm biến khí NH3. Bản vẽ kỹ thuật của chip cảm biến.  
· 01 quy trình công nghệ chế tạo cảm biến khí NOx. Bản vẽ kỹ thuật của chip cảm biến.    
· 01 quy trình công nghệ chế tạo cảm biến khí H2S. Bản vẽ kỹ thuật của chip cảm biến.  
· 01 quy trình công nghệ chế tạo cảm biến khí CH4. Bản vẽ kỹ thuật của chip cảm biến.  
· 01 quy trình công nghệ chế tạo cảm biến khí CO. Bản vẽ kỹ thuật của chip cảm biến.  
Sản phẩm dạng III và các sản phẩm khác:

· Đào tạo sau đại học: 04 thạc sĩ bảo vệ thành công; Tham gia đào tạo tiến sĩ: 03.

· Công bố khoa học: 04 bài báo quốc tế ISI; 05 Bài báo trong nước; 05 báo cáo hội  nghị.
· Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hoặc giải pháp hữu ích (được nhận đơn đăng ký).
	Tuyển chọn.

	2
	Xây dựng hệ tạo hiệu ứng EIT trong môi trường khí nguyên tử Rb, ứng dụng cho đào tạo và nghiên cứu về lưỡng ổn định quang nguyên tử đa kênh.
	· Phát triển hệ thiết bị nghiên cứu thực nghiệm các hiệu ứng EIT và lưỡng ổn định quang học trong môi trường khí nguyên tử.
· Nâng cao chất lượng và điều kiện  đào tạo và nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo đại học.

· Xây dựng một tập thể nghiên cứu vật lý mạnh trong lĩnh vực quang lượng tử và quang tử.


	Sản phẩm dạng I:

1. Hệ tạo hiệu ứng EIT đa cửa sổ trong môi trường khí nguyên tử Rb bằng laser:
· Tạo được hiệu ứng EIT có 3 cửa sổ trong môi trường khí nguyên tử Rb, tối thiểu trong miền nhiệt độ 27oC - 40oC;

· Đo và điều khiển được được phổ hấp thụ và phổ tán sắc của vật liệu EIT;
( (tích hợp kỹ thuật hấp thụ bão hòa để đo phổ hấp thụ và kỹ thuật giao thoa cấu hình Sagnac hoặc Mach-Zehnder để đo phổ tán sắc của vật liệu EIT). 
· Miền phổ trung tâm: 780nm;
· Độ phân giải phổ: ( 0.01 MHz;
· Mẫu nguyên tử: dạng khí, đặt trong cuvet thủy tinh/thạch anh;
· Lưu trữ và xử lý số liệu phổ: dạng số;
· Số lượng nguồn laser: 2 (laser điều khiển và laser dò);
· Trang bị các cổng điều khiển chùm laser để tạo hệ lưỡng ổn định quang nguyên tử.
· Các thiết bị chủ yếu của hệ thống này có thể được bố trí để đo một số đặc trưng quang học của vật liệu quang tử...
2. Hệ laser diode buồng cộng hưởng mở rộng (được sử dụng làm nguồn điều khiển cho hệ tạo vật liệu EIT):

· Hoạt động ở chế độ liên tục;
· Kiểu buồng cộng hưởng mở rộng: Littman-Meltcalf hoặc Littrow;
· Bước sóng laser trung tâm: 780 nm;
· Độ rộng điều hưởng: 10 nm;
· Độ rộng điều hưởng tần tự động: đạt (  5 GHz;
· Độ rộng vạch phổ: ( 1 MHz;
· Công suất phát: ( 80 mW;
· Trang bị kỹ thuật khóa mode theo cơ chế lưỡng sắc DAVLL;

· Trang bị hệ điều khiển ổn định nhiệt độ.

Sản phẩm dạng II:

- Sơ đồ thiết kế hệ tạo vật liệu trong suốt cảm ứng điện từ đa cửa sổ (mô tả chi tiết các bộ phận kèm theo thông số kỹ thuật).

- Sơ đồ thiết kế hệ hệ lưỡng ổn định quang nguyên tử đa kênh (mô tả chi tiết các bộ phận kèm theo thông số kỹ thuật).

Sản phẩm dạng III và các sản phẩm khác: 
· Công bố khoa học: Tạp chí quốc tế ISI:  03; Tạp chí quốc gia: 03; Hội nghị quốc tế: 02;  Hội nghị quốc gia: 01;  Sách chuyên khảo: 01 

· Đào tạo Sau đại học:  Đào tạo tiến sỹ: 02; Đào tạo thạc sĩ: 06.

· Đăng kí sở hữu trí tuệ hoặc giải pháp hữu ích (đơn được chấp nhận).
	Tuyển chọn
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